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Zarizeni pro vyvijeni elektrostatického latentniho obrazu

Oblast techniky

Vynalez se tyka zarizeni pro vytvoreni obrazu latentniho na-
boje vytvoreného na fotoreceptoru, ktery je usporadan na vnitrni
plose vystupniho okna zobrazovaciho zarizeni, jako je obrazovka,
a zejména vyvojnice, ktera zajistuje trenim buzeny elektricky na-
boj pozZadované polarity pro vyvijeci materidly.

Dosavadni stav techniky

US patent ¢&. 4,921,767, wvydany 1. kvétna 1990 Dattovi
a spol., popisuje zplsob elektrofotografické vyroby sestavy lumi-
niscen¢niho stinitka na vnit#ni plose ¢elniho panelu barevné
obrazovky za pouziti suchych praskovych, trfenim elektricky nabi-
tych materidli struktury stinitka ukladanych na latentni obraz,
vytvoreny na elektrostaticky nabitém fotoreceptoru. Fotoreceptor
obsahuje fotovodivou vrstvu pfekryvajici vodivou vrstvu, z nichs
cbé jsou naneseny na sebe, ve formé roztokl, na vnitfni plose
panelu obrazovky. Ve shora zminéném patentu jsou ¢étyfi vyvojnice,
pouzité pro ulozZeni materialu struktury stinitka, tak zvané
vyvojnice s "mracny prachu", typu, v nichZ c&astice materialu
struktury stinitka se trenim elektricky nabiji prostfednictvim
kontaktu s povrchove oSetfenymi nosnymi sklenénymi kulickami.
Nabité castice materialu struktury stinitka jsou pak vypuzovany
2 vyvojnic a na latentni obraz. Nevyhodou tohoto typu vyvojnice
S mracnem prachu je, Ze neni vhodny pro vyrobu vyrobnich mnozstvi
luminiscenénich stinitek, kde doba vyvijeni pro uloZeni kazdého
Zz odlisnych materidldi musi byt raddové asi patnact sekund pro kazi-
dy material.

Podstata vyndlezu

V souladu s timto vyndlezem se popisuje zarizeni pro vyvije-
ni elektrostatického latentniho obrazu vytvoreného na fotorecep-
toru, ktery je usporadan na vniteni plose ¢elniho panelu obrazov-
ky, prostrednictvim vhodné tfenim elektricky nabitého suchého
praskového materialu struktury stinitka. Podstatou resSeni podle
vynalezu je, Ze toto zarizeni obsahuje vyvojnici s izolaé&nim nos-
nikem ¢elniho panelu, zasobnik materialu struktury stinitka pro
uchovavani, rozdruzovani a dodavani materialu struktury stinitka,
a sestavu triboelektrické trysky ve vyvojnici komunikujici se za-
sobnikem. Sestava triboelektrické trysky ma prostrfedky pro tfenim
buzené nabijeni pro predavani poZadované polarity naboje materia-
lu struktury stinitka a je opatrena alespon jednou hubici trysky,
usporadanou ve vyvojnici v odstupu od izolaéniho nosniku panelu
pro rozmistovani nabitého materialu struktury stinitka pro jeho
uloZeni na latentni obraz. Toto zarizeni maZe na nosniku panelu
obsahovat elektricky kontakt Pro propojeni s fotoreceptorem.
S elektrickym kontaktem muze byt spojen elektrometr pro méreni
velikosti ndboje uloZeného na latentnim obrazu nabitym materidlem
struktury stinitka. S elektrometrem mize byt spojen regulator pro
ukonc¢eni ukladani nabitého materialu struktury stinitka po dosa-
Zeni predem stanovené velikosti naboje, odpovidajici pozZadované
tloustce materialu struktury stinitka. Ve vyhodném provedeni
obsahuje zarizeni podle vyndlezu skrinku, obklopujici strany
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a dno vyvojnice. Jeji horni ¢ast je pritom alespon Gastecné uzav-
Fena 1izolaénim nosnikem panelu. Skfirika miZe byt vyrobena bud
Zz izolaéniho materialu, nebo z vodivého materidlu, pricemz v tom-
to poslednim pripadé je vdlcovitad a ma prumér asi o 50 % vétsi
neZ je Uhlopricény rozmér celniho panelu. Skrifka z vodivého mate-
rialu muZe zahrnovat vyfuk pro odstranéni nadbyteéného materialu
struktury stinitka neuloZeného na latentni obraz. Daldi vyhodné
pfikladné provedeni vyndlezu obsahuje mfizku, umisténou v bliz-
kosti vnitfni plochy ¢elniho panelu a uréenou pro fizeni elek-
trického pole z latentniho obrazu. V dal$im vyhodném prikladném
provedeni vyndlezu zahrnuje zasobnik materialu struktury stinitka
ndsypny zasobnik pro skladovani materidlu struktury stinitka,
dopravni Snek pripojeny k motoru a Venturiho komoru pro michani
materialu se vzduchem a prfenos smési do sestavy triboelektrické
trysky. Zafizeni podle vyndlezu obsahuje v dalgim vyhodném pri-
kladném provedeni vibracéni koryto a sito, usporadané mezi nasyp-
nym zasobnikem a Venturiho komorou a urdené pro dalsi rozdruzeni
materialu struktury stinitka a pfenos materidlu struktury stinit-
ka do Venturiho komory. Prostfedky pro tfenim buzené elektrické
nabijeni zahrnuji v dalsim pfikladném provedeni nabijeci trubici,
ktera muZe byt pro zajisténi kladného naboje materialu nabijeci
trubice vyrobena z polypropylenu, polyetylenu, polyfluorovaného
metakrylatu, fluorovaného siloxanu, polyvinylchloridu nebo teflo-
nu. Ve spojeni s nabijeci trubici se v dalsim vyhodném provedeni
pouZiva zesilovac tfenim buzeného elektrického naboje. Tento ze-
silova¢ naboje s vyhodou obsahuje usek teflonového potrubi. Mate-
rial, z néhoZ Jje vyrobena nabijeci trubice, je s vyhodou zvolen
ze skupiny materidld sestavajici z nylonu, polyuretanu, plexi-
skla, epoxidové pryskyrice, aminosiloxanu a borosilikatového
skla, ¢imZz se zajistuje zaporny naboj pro tento materiial. V dal-
$§im prikladném provedeni obsahuje zarizeni podle vynalezu hnaci
motor pro zajisténi relativniho pohybu mezi panelem a sestavou
triboelektrické trysky. Hubice trysky v sestavé triboelektrické
trysky md pritom s vyhodou rotaéni uloZeni pro distribuci materi-
dlu struktury stinitka na latentni obraz. Ve vyhodném provedeni
zarizeni podle vyndlezu zahrnuje sestava triboelektrické trysky
dvé hubice trysky, pripojené k rotadéni trubici, orientované okolo
stfedové osy kolmé k povrchu panelu, pridemZ materidl struktury
stinitka vystupuje z hubic obecné v radidlnim sméru. Tyto hubice
trysky Jjsou s vyhodou usporadany v odstupu od sebe a material
struktury stinitka vystupuje do radidlni roviny pod uhlem asi
60° vici radidlnimu sméru. Zarizeni v dalsim prikladném provedeni
s vyhodou obsahuje oto¢nou spojku, usporadanou mezi rotaéni tru-
bici a nabijeci trubici. Izolaéni nosnik panelu je s vyhodou
otoény vici sestavé triboelektrické trysky. Vnéjsi plocha nabije-
ci trubice miZe pritom zahrnovat uzemnény vodivy povlak. Tento
vodivy povlak mizZe byt vytvofen s obsahem grafitového natéru.

Prehled obrazku na vykresech

Vynalez bude dale podrobnéji popsan podle pfipojenych vykre-
si, kde na obr. 1 je znazornén pohled, casteéné v axialnim rezu,
na barevnou obrazovku vyrobenou podle vyndlezu, na obr. 2 je zna-
zornen rez sestavou stinitka obrazovky znadzornéné na obr. 1, na
obr. 3 je fez alternativnim prikladnym provedenim sestavy stinit-
ka obrazovky znazornéné na obr. 1, na obr. 4 je znadzornéno prvni
pfikladné provedeni nového vyvijeciho zarizeni pro vyvijeni
latentniho obrazu na fotoreceptoru pro vytvoreni sestavy lumi-
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niscenéniho stinitka pro obrazovku, na obr. 5 je znazornén pohled
shora na trysky rozptylujici material u vyvijeciho zafizeni
z obr. 4, na obr. 6 je znazornéno druhé prikladné provedeni za-
sobniku vyvijeciho zarizeni znazornéného na obr. 4, a na obr. 7
je znazornéno druhé pfikladné provedeni komory nového vyvijeciho
zarizeni.

priklady provedeni vyndlezu

Na obr. 1 je znadzornéno barevné zobrazovaci zarizeni jako je
obrazovka 10, majici sklenénou obalku 11, obsahujici pravouhly
¢elni panel 12 a valcovité hrdlo 14, spojené pravouhlou nalevkou
15. Nalevka 15 ma nezniazornény vnitfni vodivy povlak, ktery se
dotyka anodového tlacitka 16 a tahne se do hrdla 14. Celni panel
12 obsahuje zobrazovaci podloZku nebo éelni desku 18 a bo¢ni sté-
nu nebo obvodovou prirubu 20, ktera je pritavena k nalevce 15
sklenénou fritou 21. Tribarevné luminiscenéni prvni stinitko 22
je ulozeno na vnitrfni plose ¢elni desky 18. Prvni stinitko 22,
znazornéné na obr. 2, je s vyhodou carové stinitko, které zahrnu-
je soustavu prvka stinitka, sestavajici z c¢ervenou barvu emituji-
cich, zelenou barvu emitujicich a modrou barvu emitujicich fosfo-
rovych pruhi R, G a B, usporadanych v tfipruhovych barevnych sku-
pindch nebo obrazovych prvcich, neboli Vv triadach, v cyklickém
pofadi a tahnoucich se ve sméru, ktery je obecné kolmy k rovine,
v niz jsou generovany dopadajici elektronové svazky. V normdlni
pozorovaci poloze pro toto ptikladné provedeni se fosforové pruhy
tahnou ve vertikdlnim sméru. Fosforové pruhy jsou s vyhodou od
sebe oddéleny svétlo absorbujicim matricovym materidlem 23, jak
je v oboru znamo. Alternativné muze byt stinitko i bodové stinit-
ko. Tenka vodiva vrstva 24, s vyhodou z hliniku, prekryva prvni
stinitko 22 a zajistuje prostredky pro ptiloZzeni jednotného
potencidlu na stinitko stejné jako pro odrazeni svétla emitova-
ného z fosforovych prvkd skrz c¢elni desku 18. Prvni stinitko 22
a toto prvni stinitko 22 pfekryvajici tenka vodiva vrstva 24,
napfiklad z hliniku, tvofi sestavu stinitka.

S ohledem na obr. 1 mnohaotvorova elektroda selekce barev
nebo stinici maska 25 je odstranitelné pfipevnéna béZnymi pro-
stfedky v predem urceném prostorovém vztahu k sestavé stinitka.
Elektronova tryska 26, znazornéna schematicky ¢arkované na obr. 1
je stredové ulozena V hrdle 14 pro generovani a smérovani tri
elektronovych svazku 28 podél konvergentnich drah skrz otvory ve
stinici masce 25 k prvnimu stinitku 22. Elektronova tryska 26 mi-
Ze napriklad obsahovat bipotencidlni elektronovou trysku typu
popsaného v US patentu ¢&. 4,620,133 vydaného Morrellovi a spol.
28. Fijna 1986, nebo jakoukoliv jinou vhodnou trysku.

Obrazovka 10 Jje navrZena pro pouziti s vnéjsim magnetickym
vychylovacim 3jhem jako Jje jho 30, umisténé v oblasti spojeni
nalevky 15 a hrdla 14. Kdyz je aktivovano, pusobi Jjho 30 na tri
elektronové svazky 28 magentickymi poli, ktera zpusobi, 2Ze se
elektronové svazky 28 pohybuji horizontalné a vertikalné v pravo-
Ghlém rastru po stinitku. Pod¢ateéni rovina vychyleni, to jest
rovina nulového vychyleni, je znazornéna carou P-P na obr. 1 asi
ve stredu jha 30. Pro jednoduchost nejsou skutecna zakriveni drah
vychylenych elektronovych svazka 28 ve vychylovaci zodné znazorné-
na.
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Prvni stinitko 22 je vyrobeno procesem elektrofotografického
stinéni, ktery je popsan ve shora zmifiovaném US patentu &.
4,921,767. Na pocatku je cGelni panel 12 omyvan Ziravym roztokenm,
oplachovan vodou, leptan pomalu pracujici kyselinou fluorovodi-
kovou a opét oplachovan vodou, jak je v oboru znamo. Vnitfek
pozorovaci ¢elni desky 18 je potom prekryt neznazornénym fotore-
ceptorem obsahujicim vhodnou vrstvu vodivého materialu, ktery
zajistuje elektrodu pro prekryti fotovodiveé vrstvy.

Pro vytvoreni matrice procesem elektrofotografického stinéni
je fotovodiva vrstva nabita na vhodny potencidal v rozsahu od
+200 do +700 voltu za pouZiti koronového nabijece typu popsaného
v US patentu ¢. 5,083,959, vydaného Dattovi a spol. 28. ledna
1992. Stinici maska 25 je vloZena do éelniho panelu 12 a kladneé
nabita fotovodiva vrstva je vystavena pres stinici masku 25 svét-
lu z xenonové vybojky s reflektorem nebo Jineého svételného zdroje
dostateéné intenzity jako je rtutovy oblouk, usporadany v bézZném
majdku trfi v jednom. Po kaZzdé expozici se svétlo presune do
odlisné polohy pro kopirovani uhla dopadu elektronovych svazki
28 z elektronové trysky 26. Je zapotrebi tri expozic ze tri ruz-
nych poloh lampy pro vybiti oblasti fotovodivé vrstvy, kde budou
PO sobé naneseny svétloemitujici fosfory pro vytvoreni stinitka.
Po kroku expozice se stinici maska 25 odstrani z ¢elniho panelu
12 a panel se presune do prvni vybojnice, ktera zde bude popsdna,
ktera obsahuje vhodné pripravené suché praskové castice svétlo
absorbujiciho c¢&erného matricového materialu struktury stinitka.
Matricovy materidl je trenim elektricky zaporné nabit vybijecem.
Zaporné nabity matricovy material muze byt primo uloZen v jediném
kroku, jak je popsdnc ve shora zminéném US patentu ¢. 4,921,767,
nebo muZe byt prfimo ulozZen ve dvou krocich, jak je popsdno v US
patentu ¢. 5,229,234 vydanému 20. &ervence 1993 Riddleovi a spol.
Dvoukrokovy postup ukladani matrice zvysuje neprusvitnost matrice
zajisténim selektivniho vybijeni opétné exponovanych oblasti
fotovodivé vrstvy pro zvyseni napétového kontrastu mezi exponova-
nymi a neexponovanymi oblastmi vrstvy. Prvni vrstva matrice puso-
bi jako maska zajistujici stinici uéinek pro zabranéni vybiti pod
ni leZicich &asti fotovodivé vrstvy, kdyZz je fotovodiva vrstva
podruhé exponovana svétlem, napfiklad svétlometem. Druha vrstva
zdporné nabitého matricového materialu je nanesena na prvni vrst-
Vu pro zajisténi vys$S$i hustoty vysledné matrice nez je mozZné pou-
ze jedinou matricovou vrstvou.

Je také mozZné vytvorit matrici za pouZiti bézného vlhkého
matricového procesu typu znamého v oboru a popsaného napriklad
v US patentu ¢&. 3,558,310, vydaného Mayaudovi dne 26. ledna
1971. PouZije-1i se vlhky proces 2z US patentu ¢&. 3,558,310, neni
fotoreceptor zajistén po pocateénim &isténi vnitfniho povrchu
panelu. Namisto toho se pouZije povlak vhodného fotoodporu, jehoz
rozpustnost se méni, kdyz je vystaven svétlu. Odporova vrstva je
vystavena svétlu zplUsobem popsanym shora za pouziti trojného
majaku se svétlem dopadajicim na odporovou vrstvu skrz stinici
masku 25. Oblasti vrstvy s vétsi rozpustnosti jsou odstranény
omytim exponované vrstvy vodou, &imZ se obnazi oblasti &elniho
panelu. Vnitfni plocha panelu je prekryta suspenzl cerné matrice
typu znamého v oboru, ktera prilne k exponovanym oblastem éelniho
panelu. Materidl matrice prekryvajici oblasti k nimZ lne vrstva
je odstranén a zustavd vrstva matrice na dfive otevfenych oblas-
tech panelu.
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Jako alternativa k obéma shora popsanym procesum, v nichz se
nejdrive zajistuje matrice, 1lze matrici elektrofotograficky pri-
lozit potom, co jsou prostrednictvim procesu s elektrofotogra-
fickym stinénim naneseny fosfory. Tento proces, u néhoz matrice
pfichazi jako posledni, je popsan v US patentu ¢&. 5,240,798 vyda-
ném Ehemannovi Jr. dne 31. srpna 1993. Obrazek 3 zde ukazuje
sestavu stinitka vytvofenou procesem s naslednym nandsSenim matri-
ce podle US patentu &. 5,240,798, Cervenou, modrou a zelenou bar-
vu emitujici fosforové prvky R, B a G jsou vytvoreny za sebou
nasledujicim ukladanim trenim elektricky kladné nabitych &astic
materidld struktury fosforového stinitka na kladné nabitou foto-
vodivou vrstvu neznidzornénoho fotoreceptoru. Nabijeci proces je
stejny jako proces popsany shora a ve shora zmindném US patentu
¢. 5,083,959. Nabita vrstva se vybije instalaci stinici masky 25
do celniho panelu 12 a umisténim panelu na majak, kde xenonova
vybojka s reflektorem je umisténa v poloze, v niZ se svételné
paprsky blizi dhlu dopadu elektronového svazku dopadajiciho na
dany barvu emitujici fosfor. VyZaduji se tri majaky pro naneseni
fosforu, jeden pro kazdy barvu emitujici fosfor. Potom, co je
fotovodiva vrstva vybita svétlem dopadajicim na ni pres otvory ve
stinici masce, se maska odstrani z panelu a panel se umisti do
vyvojnice, jako je vyvojnice, kteria zde bude popsana. Castice
struktury fosforového stinitka jsou trenim elektricky nabité
a rozmisténé vyvojnici a jsou uloZeny reverznim vyvijenim na
vybité oblasti fotovodivé vrstvy. Reverzni vyvijeni znamena, ze
tfenim elektricky nabité c&astice materialu struktury stinitka
Jsou odpuzovdny podobné nabitymi oblastmi fotovodivé vrstvy
a takto ulozZeny na vybité oblasti fotovodivé vrstvy. Potom, co
jsou uloZeny tri fosfory, je fotovodiva vrstva opét jednotné
nabita na kladny potencidl a panel obsahujici dfive uloZené
fosforové prvky je uloZen do matricové vyvojnice, ktera zajistuje
trenim elektricky vytvofeny zdporny naboj pro material struktury
matice stinitka. Kladné nabité otevrené oblasti fotovodivé vrstvy
oddelujici prvky fosforového stinitka jsou pfimo vyvijeny uloze-
nim na otevfené oblasti zaporné nabitych matricovych materiala
pro vytvoreni matrice 123. Tento proces se nazyva primé vyvijeni.
Na druhém stinitku 122 se vytvori hlinikova vrstva 124. Mélo by
byt ocenéno, Ze proces vyroby stinitka, ktery byl popsdn shora,
miZe byt modifikovan obracenim jak polarity naboje zajisténého na
fotovodivé vrstvé, tak polarity tfenim vzniklého elektrického
naboje indukovaného na materialy struktury stinitka pro dosazeni
sestavy stinitka identické s tou, kterd byla popsédna shora.

Jedno prikladné provedeni nového vyvijeciho zarizeni je zna-
zornéno na obr. 4 az 6. Pokud jde o obrazek 4, vyvijeci jednotka
200 obsahuje prvni vyvojnici 202 se spodnim koncem a hornim kon-
cem. Prvni dno 203 je vytvoreno tak, aby umoZriovalo uré¢ity tok
vzduchu do prvni vyvojnice 202. Prvni izolaéni nosnik 204 panelu,
v nemZ je vytvoren prvni otvor 205 o rozmérech o néco mensich nez
Je Celni panel 12 obrazovky, ktery je na ném ulozZen, uzavira hor-
ni konec prvni vyvojnice 202. Prvni izolaéni nosnik 204 panelu je
s vyhodou vytvoren z izolaéniho plastického materialu, jako je
plexisklo, a mad vnéjsSi rozméry vétsi neZ jsou vnéjsi rozméry izo-
laénich boénich stén 206 prvni vyvojnice 202, ktera je usporadana
mezi prvnim dnem 203 a prvni izolaéni nosniky 204 panelu. Prvni
dno 203 a izolaéni bo¢ni stény 206 pritom vytvareji prvni skrinku
201. Prvni vyvojnice 202 je s vyhodou pravouhlda a ma thlopricny
rozmér asi o 25 % vétsi neZ je dhlopfiény rozmér &elniho panelu
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12. Soustava prepazZek 207 je pripevnéna k izolaéni boé&ni sténé
206 za ucelem, ktery zde bude popsan. Prvni izolaéni nosnik 204
panelu zahrnuje pruzinu prvniho elektrického kontaktu 208, ktera
predpruZuje neznazornény bézny kolik, wuloZeny v obvodové | prlrube
20 panelu, ktery udrzuje stinici masku v panelu v prubéhu ¢innos-
ti obrazovky a ktery je pripojen k vodivé vrstvé neznazornéného
fotoreceptoru. Neznazornénd vodiva kontaktni ploska, ktera usnad-
nuje vzajemné spojeni vodivé vrstvy fotoreceptoru a koliku je
popsana v US patentu ¢&¢. 5,151,337 vydaném Wetzelovi a spol dne
29. zari 1992. PruZina prvnlho elektrického kontaktu 208 je zase
prlpOJena k zemnicimu kondenzdtoru 210, Kktery vytvari napéti
Umérné ndboji trfenim elektricky nabitych fosforovych ¢astic ulo-
Zenych na latentnim obrazu vytvorenem na fotovodivé vrstvé foto-
receptoru. Napet1 vytvorené na zemnicim kondenzatoru 210 je moni-
torovano prvnim elektrometrem 212, ktery je pripojen k ridicimu
regulatoru 214, ktery je naprogramovdn na zastaveni vyvijeni,
kdyZz toto napetl dosdhne predem stanovené hodnoty, ktera odpovida
poZadované tloustce fosforu. Pred kazdym vyvijecim cyklenm je
napéti na zemnicim kondenzatoru 210 vybito do zemé prostfed-
nictvim sp1nac1ch kontaktu 216 ovladanych fidicim regulatorem
214. Vysokonapétovy zdroj 218 je pripojen k mriZce 220 pro ¥Fizeni
elektrického pole Vv sousedstvi latentniho obrazu vytvoreného na
fotovodivé vrstvé usporiadané na vnitfni plose <&elniho panelu 12
obrazovky. Bez mrizky 220 by se elektrické pole v sousedstvi
latentniho obrazu mohlo zvysit na nadmérnou hodnotu prostorovym
nadbojem v pribéhu rozmistovani fosforu a nabitymi Gasticemi,
shromaZdénymi na izolujicich boc¢nich sténdch komory. Mrizka 220
a jeji <¢innost jsou popsany v US patentu &. 5 093,217 vydaném
Dattovi a spol. dne 3. brfezna 1992. MfiZka 220 md predpéti asi
3 kilovolty a m& tutéz polaritu jako tfenim elektricky nabity
materidl ukladany ve vyvijeci jednotce 200.

Pro kaZdy ze tri barvu emitujicich fosfori se pozZaduje oddé-
lena vyvojnice pro zabranéni kfiZové kontaminace, ke Kkteré by
doslo, kdyby se pouzivala jedina vyvojnice fosforu a kdyby byly
rizné barvu emitujici materidly privadény do spoleéné komory.
Odtud se ve vyrobnim procesu elektrofotografického stinéni vyzZa-
duji trfi vyvojnice fosforu, kazda z nich se svou vlastni zasobni-
kovou jednotkou 222. Navic, je-li matrice vytvarena procesem
elektrofotografického stinéni, vyZaduje se jesté dalsi vyvojnice
pro matricovy materidl. Zasobnikova jednotka 222 zahrnuje nasypny
zasobnik 224, ktery obsahuje zasobu suchého praskového fosforové-
ho materidlu 226 struktury stinitka. Fosforové castice jsou s vy-
hodou povrchové osSetreny vhodnym polymerickym materidlem pro ri-
zeni charakteristiky elektrického nabijeni tfenim, jak je popsano
v US patentu ¢é. 5,012,155 vydaného Dattovi a spol. dne 30. dubna
1991. V prubéhu operace vyvijeni Jjsou fosforové d&astice barvu
emitujiciho fosforu nandsené na latentni obraz, transportovany
z nasypného zasobniku 224 do Venturiho komory 228 prostrednictvim
dopravniho sSneku 230, opatfeného nezndzornénym michadlem k nému
pripojenym a usporadanym vertikalné v nasypném zasobniku 224.
Motor 232 zasobnikové Jjednotky 222 pohdani dopravni $nek 230
v odezvu na povel, generovany ridicim regulatorem 214. Michadlo
pripojené k dopravnimu sSneku 230 rozdruZuje fosforové cdastice
a vyrovnava hladinu fosforovych ¢astic v ndsypném zasobniku 224,
ktery fidi mnoiZstvi fosforovych ¢astic prochdzejicich do Ventu-
riho komory 228, kde jsou smichdvdny s vhodnym mnozZstvim vzduchu.
Ovladani privodu vzduchu je dosazZeno otevfenim ventilu 233, ovla-
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daného ridicim regulatorem 214. Tlak vzduchu je nastaven regula-

torem 234 tlaku. Typicky jsou fosforové &astice vmichdvany do
proudu vzduchu v mnozZstvi asi 1 aZ 10 gramd za minutu.

Prvni sestava 236 triboelektrické trysky obsahuje alespon
jednu hubici 238 trysky a triboelektricky nabijeci prvek zahrnu-
jici nabijeci trubici 240. Hubice 238 trysky Je usporadana
v odstupu od prvniho izolaéniho nosniku 204 panelu a zajistuje
distribuci tfenim elektricky kladné nabitych fosforovych &astic,
které jsou ukladany a vyvijeji latentni obraz vytvoreny na foto-
vodivé vrstvé fotoreceptoru. Jak je znazornéno na obr. 4, nabije-
ci prvek obsahuje nabijeci trubici 240, tahnouci se od vystupniho
konce 242 Venturiho komory 228 k nosné rotacéni trubici 244 pevné
hubice 238 trysky, upevnéné v otoéné spojce 246, usporadané
v prvnim dné 203. Otoéna spojka 246 je pohanéna rotaé¢nim hnacim
motorem 248. Nabijeci trubice 240 je vyrobena z materialu, ktery
pfedad kladny, tfenim vznikly elektricky naboj fosforovym &asticim
Ji prochachejicim a prichdzejicim do kontaktu s jejim wvnitfnim
povrchem. Vhodnymi materialy jsou polypropylen, polyetylen, fluo-
rovany siloxan, polyfluorovany metakrylat, polyvinylchlorid a po-
lymer syntetické pryskyrfice, 3jako je teflon (ochranna znamka
E.I.DuPont Co., Wilmington, DE). S vyhodou se v§ak pouziva poly-
propylen. Zesilova¢ 250 tfenim buzeného elektrického naboje muzZe
byt také pouzit ve spojeni s nabijeci trubici 240, vyrobenou
Zz polypropylenu, polyetylenu nebo polyvinylchloridu. Zesilovacd
250 trenim buzeného elektrického naboje obsahuje sekci teflonové
trubky, majici rozmér asi 6,35 mm a délku asi od 25,4 do 76,2 mm.
Zesilovac 250 trenim buzeného elektrického naboje je s vyhodou
umistén na vystupu Venturiho komory 228 a ne dale neZ asi tri
metry od hubice 238 trysky. Vodivy povlak 252, jako je grafitovy
natér, je uspofadan na vnéjsim povrchu nabijeci trubice 240.
Vodivy povlak 252 je uzemnén pro zajisténi zpétné drahy pro maly
proud premistujici ndboj ziskany fosforem.

Vyfukovy otvor 254 prochdzi izolaéni boéni sténou 206 prvni
vyvojnice 202 a do prostoru mezi od sebe v odstupu usporadanymi
vrstvami prepaZek 207 pro odstranéni nadbyteéného fosforového
materialu, ktery neni uloZen na latentni obraz na vniteni plose
¢elniho panelu 12. Vyfukovy otvor 254 je usporadan smérem ke dnu
prvni vyvojnice 202 a uvnitf¥ prepdzek 207 pro zabranéni tomu, aby
turbulence vytvorena vyfukem narusovala distribuci fosforu
v blizkosti panelu. Umisténi vyfukového otvoru 254 mezi prepazka-
mi 207 také zajistuje, Ze nesoutézi s latentnim obrazem o fosfo-
rovy materidl. Neznazornéné vyfukové Cerpadlo odstranuje nadby-
tecny fosforovy materidl z prvni vyvojnice 202.

I kdyZz se vyZaduje alespor jedna hubice 238 trysky pro prvni
sestavu 236 triboelektrické trysky, vyhodnéjsi jsou dvé hubice
238 trysky vzdalené od sebe asi 127 mm a lezici v roviné asi
178 mm pod hranou pritaveni, to jest spodni hranou é&elniho panelu
12. Jak je znazornéno na obr. 5, hubice 238 trysky jsou pripevné-
ny k opaénym koncim oto¢ného trubkovitého ramene 256, které je
pfipevnéno k hornimu konci nosné rotaéni trubice 244 pevné hubice
238 trysky a pfivadi fosforovy materidl k hubicim 238 trysky.
Vystupni rozptyl kazdé 2z hubic 238 trysky je s vyhodou smérovan
pod Ghlem asi 60° od radidlniho prodlouzZeni ramene 256 pro zajis-
téni uplnéjsiho pokryti celého latentniho obrazu, protoZe rameno
256 rotuje okolo podélné osy vyvojnice v odezvu na otaceni hnaci-
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ho motoru 248. Typicky se pozZaduje 10 otadek ramene 256 pro vyvi-

jeci cyklus, a proud vzduchu regulovany regulatorem 234 tlaku je
asi 100 1litrd za minutu.

Pro zlepSeni rozdruZovani fosforovych &astic je mozné zajis-
tit vibraéni koryto 258 a sito 260, jehoZ otvory jsou prizplisobe-
ny velikosti fosforovych ¢astic, napfiklad 3,9 otvoru na délkovy

milimetr, jak je zndzornéno na obr. 6, mezi nasypny zasobnik 224
a Venturiho komoru 228.

Prvni vyvojnice 202 pro ulozZeni materidlu matrice na latent-
ni obraz je podobna shora popsané fosforové vyvojnici. Protoze
vSak materidl 226 struktury stinitka je trfenim elektricky zaporné
nabity pro pfimé vyvijeni na kladné nabité fotovodivé vrstve,
musi se slozeni materidlu nabijeci trubice 240 1isit od materialu
popsanych shora. Pro zajisténi zaporného trenim buzeného naboje
materialu matrice miZe nabijeci trubice 240 obsahovat nylon,
polyuretan, plexisklo, epoxidovou pryskyrici, aminoxyloxan, boro-
silikatové sklo a dalsi materidly s kladnym triboelektrickym
potencialem, pricemz pfednost je diavana nylonu. Vnéjsi povrch
nabijeci trubice 240 je také potaZen vodivym natérem, jako je
grafit, tak, jak bylo popsano shora.

Druhé prikladné provedeni nového vyvijeciho zarizeni je zna-
zornéno na obr. 7. Druhd vyvijeci jednotka 300 zahrnuje vnitfni
druhou vyvojnici 302, ktera je vdlcovita a ma prumér asi o 50 %
vétsi nez je Uhlopriény rozmér éelniho panelu 12. Druha vyvojnice
302 je uzavrena na jednom konci vodivym druhym dnem 303 a na dru-
hém konci druhym izolaénim nosnikem 304 panelu, vyrobenym z vhod-
ného izolaéniho materialu, jako je plexisklo, a majicim v sobé
druhy otvor 305, jehoZ rozmér je o néco men3i nez éelni panel 12
obrazovky, Kktery je na ném uloZen. Vnitfni vodici boéni sténa
306 se tahne od druhého dna 303 k roviné A-A sousedici s druhym
izola¢nim nosnikem 304 panelu a pritahuje nadbyteény fosfor
z mraku prachu, zabranujic tak vytvafeni prostorového nidboje
v druhé vyvojnici 302 nebo vysokého elektrostatického potencialu
na sténé druhé vyvojnice 302. Za téchto podminek neni nezbytné
zavadét mrizku, privrdcenou ke vnitrku céelniho panelu 12, pro fi-
zeni elektrického pole v sousedstvi povrchu éelniho panelu 12.
Vnéjsi komora obklopuje druhé dno 303 vnitfni komory, a vnit¥ni
vodici bo¢ni sténu 306 vnitfni komory. vnitfni vodici boéni sténa
306 vnitfni komory a druhé dno 303 tvori dohromady druhou skririku
301. Vnéjsi komora zahrnuje vnéjsi boéni sténu 307, tahnouci se
od vnéjsiho spodniho nosniku 309 k druhému izoladnimu nosniku
304 panelu. Vyfukova mezera 311, umisténd na hornim obvodu druhé
vyvojnice 302 a mezi vnitfni komorou a vnéjsi komorou, zajistuje
drahu pro odstranéni nadbyteéného materidlu 226 struktury stinit-
ka, ktery neni uloZen na latentnim obrazu vytvoreném na fotovodi-
vé vrstvé na vnitfnim povrchu ¢elniho panelu 12 nebo usazeny na
vnitfni vodici bocéni sténé 306 komory nebo druhém dné 303. Umis-
téni vyfukové mezery 311 na hornim obvodu druhé vyvojnice 302
zpusobuje, Ze materidl 226 struktury stinitka je taZen smérem ven
k rohim ¢elniho panelu 12, &imZ se zvysSuje hustota nanosu v ro-
zich a zvysSuje jednolitost stinitka. Vyfuk 354 je pfipojen k ne-
zZnazornénému cerpadlu, které odstranuje nadbyteény material 226
struktury stinitka z komory.
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Druhy elektricky kontakt 308, podobny tomu, ktery byl popsan
u prvniho prikladného provedeni, zajistuje spojeni nezndzornéného
vodivého povlaku fotoreceptoru. Prostredky pro monitorovani jsou
schematicky znazornény jako druhy elektrometr 312. Toto pouze
ilustruje pouziti prostrfedkili pro uréeni mnozstvi nabitého materi-
alu ulozZeného na &elnim panelu 12, pricemz vsSak lze uZit i moni-
torovaci prostredky zahrnujici regulator, podobajici se ¥idicimu
regulatoru 214, a jeho rfidici obvody. Druhd vyvijeci jednotka
300 se 1isi od prvni vyvijeci jednotky 200 v tom, Ze druhé pri-
kladné provedeni zahrnuje druhou sestavu 336 triboelektrické
trysky, vyrobenou z vhodného materialu pro primé zajisténi trenim
buzeného néboje na materidlech prochazejicich mezi vnéjsim
povrchem 337 trysky a stredové umisténou vychylovaci hubici 339.
Castice jsou nabijeny kontaktovanim bud obou souc¢asti druhé
sestavy 336 triboelektrické trysky, to jest vnéjsiho povrchu 337
trysky a vychylovaci hubice 339, které mohou byt vytvorené z po-
lypropylenu, polyetylénu, polyvinylchloridu, fluorovaného siloxa-
nu, polyfluorovaného metakrylatu a teflonu pro zajisténi kladného
naboje fosforovych &astic, nebo z nylonu, polyuretanu, plexiskla,
epoxidové pryskyfice a borosilikatového skla pro zajisténi nega-
tivniho ndboje CGastic matrice. ProtoZe se trenim buzené nabijeni
materidla 226 struktury stinitka uskutecnuje primo v trysce druhé
sestavy 336 triboelektrické trysky, neni zde zapotrebi wvnéjsi
nabijeci trubice 240 a vystupni konec 242 Venturiho komory 228
popsany s ohledem na obr. 4 mize byt privadén primo do vstupniho
vedeni 340. Druh&d sestava 336 triboelektrické trysky nebo vstupni
vedeni 340 Jje vhodné zemnéno. Druhd sestava 336 triboelektrické
trysky muZe byt staciondrni, pricemz v tomto pripadé je na druhém
izolac¢nim nosniku 304 panelu zajisténa soustava otoénych lozZisek
341 pro wusnadnéni rotace celého druhého izolaéniho nosniku 304
panelu a ¢elniho panelu 12 o alespori 180°. Alternativné musze
zustat staciondrni druhy izolaéni nosnik 304 panelu, pricemz
v tomto pripadé se druha sestava 336 triboelektrické trysky otaci
okolo své podélné osy pro zajisténi uniformni distribuce materii-
lu 226 struktury stinitka na obraz latentniho naboje.
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PATENTOVE NAROKY

Zarizeni pro vyvijeni elektrostatického latentniho obrazu vy-
tvoreného na fotoreceptoru, ktery Jje uspofaddn na vnitrni
plose ¢elniho panelu obrazovky, prostrednictvim tfenim elekt-
ricky nabitého suchého praskového materidlu struktury stinit-
ka, vyznacujici s e t im 2Ze obsahuje vyvoj-
nici (202, 302) s izolaénim nosnikem (204, 304) &elniho panelu
(12), zasobnikovou jednotku (222) pro uchovdvani, rozdruzovani
a dodavani materidlu (226) struktury stinitka, a sestavu
(236, 336) triboelektrické trysky ve vyvojnici (202, 302)
komunikujici se zasobnikovou jednotkou (222), kde sestava
(236, 336) triboelektrické trysky ma prostredky pro tfenim
buzené nabijeni pro preddvani poZadované polarity naboje mate-
rialu struktury stinitka a je opatfena alespor jednou hubici
(238, 339), usporadanou ve vyvojnici (202, 302) v odstupu od
izolaé¢niho nosniku (204, 304) panelu pro rozmistovani nabitého
materidlu (226) struktury stinitka pro jeho ulozZeni na latent-
ni obraz.

Zarizeni podle ndroku 1, vy znadéujici se tim,
Ze obsahuje elektricky kontakt (208, 308) na izolaénim nosniku
(204, 304) panelu pro propojeni s fotoreceptorem.

Zarizeni podle naroku 2, vy znacéujici s e t im,
Ze obsahuje elektrometr (212, 312), spojeny s elektrickym kon-
taktem (208, 308) pro méfeni velikosti ndboje uloZeného na la-
tentnim obrazu nabitym materidlem (226) struktury stinitka.

Zarizeni podle ndroku 3, vy znadcdujici se tim,
Ze obsahuje ridici regulator (214), spojeny s elektrometrem
(212, 312), pro ukonéeni ukladani nabitého materialu (226)
struktury stinitka pri predem stanovené velikosti naboje,

odpovidajici pozZadované tloustce materidlu (226) struktury
stinitka.

Zarizeni podle nadroku 1, vy znaduijici se tim,
Ze obsahuje skrinku (201, 301), obklopujici strany a dno vy-
vojnice (202, 302), pricemz jeji horni &ast je alespon Gasted-
né uzavrena izola¢nim nosnikem (204, 304) panelu.

Zarizeni podle naroku 5, vy znaduijici s e tim,
Ze prvni skrinka (201) je vyrobena z izolaéniho materialu.

Zarizeni podle naroku 5, vy znacéuijici se tim,
2e druha skrinka (301) je vyrobena z vodivého materidlu, je
valcovita a md prumér o 40 az 60 % vétsi neZ je dwhlopfiény
rozmér ¢elniho panelu (12).

Zarizeni podle naroku 7, vy znadujici se timnm,

Ze druhd skrinka (301) zahrnuje vyfuk (354) pro odstranéni

nadbyte¢ného materidlu (226) struktury stinitka neuloZeného na
latentni obraz.
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¥. Zarizeni podle ndroku 1, vy znacdujici s e tim,

Ze obsahuje mfizku (220), umisténou v blizkosti vnitrni plochy

¢elniho panelu (12), pro fizeni elektrického pole z latentniho
obrazu.

I0.Zarizeni podle ndroku 1, vy znadujici s e t im,
Ze zasobnikova jednotka (222) zahrnuje nasypny zasobnik (224)
pro skladovani materidlu (226) struktury stinitka, dopravni
sSnek (230) pripojeny k motoru (232) zasobnikové jednotky
(222) a Venturiho komoru (228) pro michani materidlu se

vzduchem a prenos smési do sestavy (236, 336) triboelektrické
trysky.

11.Zarizeni podle ndroku 10, vy znaduijici se tin,
Ze obsahuje vibraéni koryto (258) a sito (260), usporadané
mezi nasypnym zdsobnikem (224) a Venturiho komorou (228), pro
dalsi rozdruzeni materidlu (226) struktury stinitka a prenos
materidlu (226) struktury stinitka do Venturiho komory (228).

12.Zarizeni podle ndroku 1, vy znaduijici s e tim,
Ze prostredky pro trfenim buzené elektrické nabijeni zahrnuji
nabijeci trubici (240).

13.Zarizeni podle ndroku 12, vy znad¢uijici s e tim,
Ze nabijeci trubice (240) je vyrobena z materidlu zvoleného ze
skupiny sestavajici z polypropylenu, polyetylenu, polyfluoro-
vaného metakrylatu, fluorovaného siloxanu, polyvinylchloridu
a teflonu pro zajisténi kladného ndboje tohoto materialu.

14.Zarizeni podle ndroku 12, vy znaduijici se timn,
Ze ve spojeni s nabijeci trubici (240) Jje pouZit zesilovaé
(250) trenim buzeného elektrického naboje.

15.Zarizeni podle ndroku 14, vy znaduijici s e tim,
Ze zesilovac (250) trenim buzeného elektrického naboje obsahu-
je usek teflonového potrubi.

l6.Zarizeni podle naroku 12, vy znaduijici s e t im,
Ze material nabijeci trubice (240) Jje zvolen ze skupiny mate-
ridlu sestavajici z nylonu, polyuretanu, plexiskla, epoxidové
pryskyrice, aminosiloxanu a borosilikatového skla pro zajisté-
ni zaporného naboje pro tento material.

17.Zarizeni podle ndaroku 1, vy znadéujici se tim,
Ze obsahuje hnaci motor (248), popfipadé otoénad loziska (341)
pro zajisténi relativniho pohybu mezi ¢elnim panelem (12)
a sestavou (236, 336) triboelektrické trysky.

18.Zarizeni podle naroku 17, vy znadéuijici se timn,
Ze hubice (238) trysky Vv sestavé (236) triboelektrické trysky
ma rotaéni uloZeni pro distribuci materidlu (226) struktury
stinitka na latentni obraz.

19.Zarizeni podle naroku 18, vy znaéuijici se timnm,
2e sestava (236) triboelektrické trysky zahrnuje dvé hubice
(238) trysky, pripojené k rotaéni trubici (244), orientované
okolo stredové osy kolmé k povrchu <&elniho panelu (12), pri-
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cemZ materidl (226) struktury stinitka vystupuje z hubic v ra-
didlnim sméru.

20.Zarizeni podle naroku 19, vyznadé&uijici se tim,
Ze hubice (238) trysky jsou uspordadany v odstupu od sebe a ma-
terial (226) struktury stinitka vystupuje do radialni roviny
pod uthlem 50 az 70° vuéi radialnimu sméru.

21.Zarizeni podle ndroku 19, vy znadé¢uijici se timn,
Ze obsahuje otocnou spojku (246), usporadanou mezi rotaéni
trubici (244) a nabijeci trubici (240).

22.Zarizeni podle naroku 17, vy znacduijici s e t im,
Ze izolaéni nosnik (304) panelu je otoény viéi sestavé (336)
triboelektrické trysky.

23.Z2arizeni podle naroku 13, vy znacéujici s e t im,
Ze vnéjsi plocha nabijeci trubice (240) zahrnuje vodivy povlak
(252), ktery je uzemnén.

24.Zarizeni podle ndroku 23, vyznadéuijici s e t im,
Ze vodivy povlak (252) obsahuje grafitovy natér.

3 vykresy



CZ 281536 B6

OBR. 1

10 15 15 . 12
: y
4
LA 1_—18
P /;f;;; A
14 ,;5;;' ./
/’:55’2;8’\:28 25
= Z;Z:/-'E;EéééEEEEQQEEEEEaLn---a "
) o
26 | /
! —22
P
30 [
11 5
21
20

OBFR. 2

N 24
.?31%., P 22

00 == ’.r}’

AN 7 4

7
S S // //
< ‘ 3
g

7,
7, "/, 2 7 7
s // // // /,

-13-



CZ 281536 B6

0BR . 3

OB e

A

O\ (N N N\
NN 2> N rrze NN o N\7.0, 7.0 \\\ 7.0 g 0 N\\Nv .2y g0 N\ 1.0, 77 # NN\ 2, 122
R RN R e el
A T T A e
nmimnmasniinniiy NN
212
0BR. 4 <
200 12
220
210
& 204 20 f / 208 216 I
PR | /
214)
218 4
23a O
226 ,
222 —~_ 224
240 :
230
242
‘—
. 259
252 228 233
234

-14-



CZ 281536 B6

Konec dokumentu

-15=~



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

